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Micro-fabrication Additive 3D de Structures
Metalliques pour Dispositifs sub-Terahertz

avec Résolution Micronique

4 )
Contexte : La montée en fréquence demande de répondre et de se |/

positionner rapidement aux défis des futurs systemes de
communications sans fils « au-dela de la 5G » en associant la
miniaturisation des dispositifs des chaines de communication
fonctionnant aux fréquences submillimétriqgues et THz (6G/7G)
(métasurfaces fonctionnalisées THz, réseaux d’antennes 2D et 3D, ...).

Imprimante CERES de EXADDON
* Micro-fabrication additive 3D ) ,
* Motifs complexes par superposition de voxels métalliques 0 0

* Applications : Packaging, blindage, interconnexions, structures 3D A 100 o
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 Génération des fichiers d’impression : macro Matlab
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Principe Systeme CERES : Processus d’impression
metallique 3D basé sur ’'empilement de voxels

* Prévisualisation des fichiers généreés : Log Viewer
 Controle en temps réel des parametres d’'impression

* Visualisation en temps réel des structures durant

I'impression avec identification par code couleur de

I’état des voxels
/
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Procedés en developpement

* Alignement et impression sur motifs optiqguement a I’échelle macro et par
pseudo mapping AFM a I’échelle micro (Résolution < 1um)

 Optimisation des procédés de micro-fabrication pour impression sur
surfaces isolées électriquement

. Chamber solution |
Optcal force

Reservor, tubing feedback

* Formation de voxels par électrolyse 41
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* Optimisation des parametres d’impression pour de grands motifs

localisée d’une encre métallique (Cu

Au) * Méthodologie de discrétisation des structures en voxel
ou Au , ,

 Deétection de la fin de I'impression du
voxel par retour de force sur la
pointe

Substrate
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* Impression sur substrat pré-métallisé ey o R
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injectée au travers d'une buse de 300 L WD et | map 2 prssurs |1 Tepor y
nm IE Cuzf.:'f-’“ N Copper growth: a )
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Exemples de realisations
* Vitesse de dépot et état de surface | WE Substrate
controlees par : Dimensions des voxels imprimables :
 La pression exercée sur |'éjection . Diameétre : 1 um -10 um
de I'encre e Hauteur : 250 nm — 4 pm
e La difference de potentiel
électrique appliqué entre la buse et Dimensions des substrats :
la chambre d’impression * Chambre 1:15 mm x 15 mm

e Chambre2:25 mm x 25 mm

* Epaisseur:0,4—-1mm
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https://www.unilim.fr/platinom
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